2o NGO R e

SYSTEM Badan i Rozwoju

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1 Przedmiot zamdwienia
Przedmiotem zamdwienia jest developer

e Wywotywacz (developer) ,,gotowy do uzycia” - 1 sztuka, umieszczony w pojemniku 5I

2 Parametry
5.1 Szczeg6towy zakres przedmiotu zamdwienia

Nazwa towaru Parametr Specyfikacja

Wiasciwos$ci materiatu o Wywotywacz umozliwiajgcy uzyskanie stromych
Scian

® Roztwor 2.38 % TMAH

e Zawiera Srodki powierzchniowo czynne w celu
szybkiego i jednorodnego zwilzania podioza

e Zawiera dodatki do usuwania resztek maski

pozostatych po wywofaniu

Zawiera skfadnik, ktéry zaatakuje lekko usieciowang

(developer) maske, podczas gdy mocniej usieciowana maska
pozostanie nietknieta

o Kompatybilny z fotorezystem negatywowym

1. Wywotywacz °

Forma materiatu e Wywotywacz dostarczany w formie
jednosktadnikowej

Pakowanie materiatu e Materiat dostarczany w jednym pojemniku o
pojemnosci 5 |
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SYSTEM Badan i Rozwoju

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1 Przedmiot zamdwienia
Przedmiotem zamdwienia jest Wytrawiacz chromowy (Chromium Etchant):

e Wytrawiacz chromowy — 1 sztuka, umieszczony w pojemniku 5|

2 Parametry
5.1 Szczeg6towy zakres przedmiotu zamdwienia

Nazwa towaru Parametr Specyfikacja
Wiasciwos$ci materiatu o Alkaliczny wytrawiacz do Chromu
o Umozliwia usuwanie cienkich warstw Chromu z

selektywno$cig do metali: Au, Sn, Pt, Cu, Ni, Ti, Ta

Stosowany przy produkcji potprzewodnikéw

Kompatybilno$¢ z materiatami: Si, SiO,, Si;N,

Nie reaguje z: Au, Sn, Pt, Cu, Ni, Ti, Ta

Moze by¢ wykorzystany do wytrawienia warstwy

maski/bariery Chromu

o Mozliwo$¢ zwiekszenia szybkosci trawienia przez
podwyZszong temperature do 40°C

e Niskie podciecia warstw (w zakresie grubosci

1. Wytrawiacz warstwy), minimalna wielko$¢ cechy <1 um
chromowy e SelektywnoS$¢ do wielu materiatéw m.in. metale
(Chromium Etchant) nieszlachetne

e SzybkoSc trawienia: okoto 10 — 15nm/min w
temperaturze 40°C i odpowiednio nizsza w
temperaturze pokojowej

e Warstwa 30nm Chromu trawi sie¢ w okoto 180 sekund

® Wytrawiacz stabilny w czasie i moze by¢
wykorzystywany wielokrotnie przy danej aplikacji

Forma materiatu e Wytrawiacz dostarczany w formie jednosktadnikowej
gotowej do uzycia

Pakowanie materiatu e Materiat dostarczany w jednym pojemniku o
pojemnosci 5 |
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1 Przedmiot zamdwienia
Przedmiotem zamdéwienia jest wymywacz

e Wymywacz (remover) ,,gotowy do uzycia” - 2 sztuki, umieszczone w pojemnikach 5|

2 Parametry
5.1 Szczeg6towy zakres przedmiotu zamdwienia

Nazwa towaru Parametr Specyfikacja

Wymywacz do fotorezystow negatywowych
Wysoka wydajnoS¢ rozpuszczania
Kompatybilno$¢ z gtéwnymi materiatami podtozy
Szybko$¢ wymywania: >10um/min

Zywotno$é kapieli do 72h w 65°C

Catkowita mieszalnosS¢ z woda

Nie zawiera hydroksyloaminy

WiasciwosSci materiatu

1. Wymywacz
(remover)

Forma materiatu Wymywacz dostarczany w formie jednosktadnikowej

Pakowanie materiatu e Materiat dostarczany w jednym pojemniku o
pojemnosci 5 |
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SYSTEM Badan i Rozwoju

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1 Przedmiot zamdwienia
Przedmiotem zamodwienia jest rozpuszczalnik (solvent):

® Rozpuszczalnik do watkdw z fotorezystu — 1 sztuka, umieszczony w pojemniku 5l

2 Parametry
5.1 Szczeg6towy zakres przedmiotu zamdwienia

Nazwa towaru Parametr Specyfikacja

Wiasciwos$ci materiatu e Charakteryzuje sie niskg preznos$cig par i ttumienia
tworzenia sie czgstek

MozliwoS¢ stosowania do usuwania krawedzi
Gestosé: 0.97 g/cm3

Temperatura topnienia: -66°C

Temperatura wrzenia: 125°C

Temperatura zaptonu: 45°C

Ci$nienie pary w 20°C: 5 hPa

1. Rozpuszczalnik
fotorezystu

Rozpuszczalnik dostarczany w formie
jednosktadnikowej

Forma materiatu

Pakowanie materiatu e Materiat dostarczany w jednym pojemniku o
pojemnosci 5 |
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SYSTEM Badan i Rozwoju

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1 Przedmiot zamdwienia

Przedmiotem zamodwienia sg fotorezysty negatywowe jako pozycje:

e Fotorezyst negatywowy o lepko$ci 115 CPS — 1 sztuka, umieszczony w pojemniku 0.25|
e Fotorezyst negatywowy rozcieAczony w stopniu 1:0.50 — 2 um, umieszczony w pojemniku 0.25|

2 Parametry

5.1 Szczegdtowy zakres przedmiotu zaméwienia

Nazwa towaru

Parametr

Specyfikacja

Wiasciwo$ci materiatu ® Fotorezyst negatywowy
e Lepkos$¢ materiatu: 115CPS
® Grubo$¢ filmu przy jednorazowej aplikacji: 6 um
o Wygrzewanie: 110°C/120sec.
e Swiatloczulo$é: Dawka = 300 + 50 mJ/cm?; Focus: 1 +
0,5 um
e PEB: 120°C/60sec.
1. Fotorezyst e Pozwala uzyskaC boczne strome Sciany, ktére
negatywowy zweZajg sie od dotu do gory
e Doskonata przyczepnoSc, brak potrzeby stosowania
podktadu
e Szeroka kompatybilno$¢ podtoza: Cu, Au, Ti, NiFe
Forma materiatu e Fotorezyst dostarczany w formie jednosktadnikowe;j
Pakowanie materiatu e Materiat dostarczany w jednej butelce o pojemnosci
0.251
2. Fotorezyst Wiasciwos$ci materiatu ® Fotorezyst negatywowy
negatywowy e® Fotorezyst z pierwszego punktu powyzej,
rozciefnczony rozcienczony w stopniu 1: 0.50 — 2 um
Forma materiatu e Fotorezyst dostarczany w formie jednosktadnikowe;j
Pakowanie materiatu e Materiat dostarczany w jednym pojemniku o

pojemnosci 0.25 |




